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рис.2. (а) Структуры при растяжении для разной степени деформации после гидростатического сжатия при 

0 К и после гидростатического сжатия при 2000 К. (б) Кривые давление-деформация при растяжении после 

гидростатического сжатия при 0 и 2000 К. 
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Графен один из самых перспективных материалов современного мира. В настоящий момент сфера его 

применения в реальных секторах экономики не очень высока, но все прогнозы предсказывают 

экспоненциальный рост в ближайшие несколько лет. В современной научной литературе экспериментально 

апробированы прототипы большинства бытовых устройств с использованием графена или его производных. 

Широкий спектр возможных применений обусловлен возможностью контроля свойств графенового слоя 

управлением параметрами при росте и путем обработки графеновых материалов после синтеза. К наиболее 

актуальным задачам синтеза графенового слоя относятся вопросы контроля размера кристалла, количества 

дефектов, скорости роста и взаимодействия графенового слоя с каталитической подложкой. 

В настоящем докладе представлен узкий класс теплообменных устройств на основе графен-полимерных 

композитов. Сформулированы требования к параметрам графенового покрытия и обсуждены способы их 

достижения в современной технологии химического осаждения. Описаны способы контроля скорости 

формирования зародышей кристаллической фазы, скорости роста 2D графенового кристалла, контроля 

количества графеновых слоев и их взаимодействия с каталитической подложкой, на базе экспериментальных 

результатов полученных в Институте теплофизики СО РАН. В заключении представлена дорожная карта 

развития графеновой индустрии в мире и России. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-19-00213). 

 

  


